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(57)【要約】
【課題】電極間分離膜と第二電極分離用隔壁の密着性を
向上させ、陰極ラインの短絡等の不具合を防止する。
【解決手段】透明支持基板上に形成された色変換フィル
ター層と、その上に形成されたバリア層と、バリア層上
に形成された、第一電極と、電極間分離膜と、第二電極
分離用隔壁とを有し、当該第一電極に対向配置された第
二電極と、前記第一電極と第二電極の間に配置された有
機ＥＬ層とを備え、前記電極間分離膜は画素領域と、第
二電極の引き出し線の接続部位と引き出し線と外部駆動
回路との接続部位を除く領域とを被覆しており、その電
極間分離膜の上に炭素層を有することを特徴とする有機
ＥＬディスプレイ、及び、色変換フィルター層形成工程
と、バリア層形成工程と、このバリア層の上に、第一電
極と、電極間分離膜と、第二電極分離用隔壁と炭素膜と
を形成する工程と、有機ＥＬ層形成工程と、該有機ＥＬ
層上に第二電極を形成する工程を有することを特徴とす
る有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明支持基板上に形成された色変換フィルター層と、該色変換フィルター層の上に形成
されたバリア層と、このバリア層の上に形成された、第一電極と、電極間分離膜と、第二
電極分離用隔壁とを有し、当該第一電極に対向配置された第二電極と、前記第一電極と第
二電極の間に配置された有機ＥＬ層とを備えた有機ＥＬディスプレイパネルであって、
前記電極間分離膜は画素領域と、第二電極の引き出し線の接続部位と引き出し線と外部駆
動回路との接続部位を除く領域とを被覆しており、
その電極間分離膜の上に炭素層を有することを特徴とする有機ＥＬディスプレイ。
【請求項２】
　前記電極間分離膜が窒化珪素、酸化窒化珪素から選ばれる材料からなることを特徴とす
る請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項３】
　前記第二電極分離用隔壁が有機樹脂からなることを特徴とする請求項１または２記載の
有機ＥＬディスプレイ。
【請求項４】
　透明支持基板上に色変換フィルター層を形成する色変換フィルター層形成工程と、該色
変換フィルター層の上にバリア層を形成するバリア層形成工程と、このバリア層の上に、
第一電極と、電極間分離膜と、第二電極分離用隔壁と炭素膜とを形成する第一電極形成工
程と、有機発光層を形成する有機ＥＬ層形成工程と、該有機ＥＬ層上に第二電極を形成す
る第二電極形成工程を有し、前記電極間分離膜は画素領域と、第二電極の引き出し線の接
続部位と引き出し線と外部駆動回路との接続部位を除く領域とを被覆しており、前記炭素
膜は電極間分離膜上に形成されることを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項５】
　前記電極間分離膜が窒化珪素、酸化窒化珪素から選ばれる材料からなることを特徴とす
る請求項４に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項６】
　前記第二電極分離用隔壁が有機樹脂からなることを特徴とする請求項４または５記載の
有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項７】
　前記炭素膜の形成がスパッタリングによるものであることを特徴とする請求項４～６の
いずれか１項に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項８】
　前記電極間分離膜と前記炭素膜を二段階のエッチングによりパターニングすることを特
徴とする請求項４～７のいずれか１項に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項９】
　前記炭素膜形成後に紫外線処理を行うことを特徴とする請求項４～８のいずれか１項に
記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　１９８７年にイーストマンコダック社のＣ．Ｗ．Ｔａｎｇにより２層積層構成のデバイ
スで高い効率の有機ＥＬ素子が発表されて以来（非特許文献１参照。）、現在にいたる間
に様々な有機ＥＬ素子が開発されて携帯端末などに一部実用化し始めている。
【０００３】
　有機化合物のエレクトロルミネセンスを利用した有機ＥＬディスプレイパネルの１つに
、パッシブマトリクス（単純マトリクス）型ディスプレイパネルがある。パッシブマトリ
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クス型ディスプレイパネルは、ラインパターンを有する複数の導電層からなる第１電極と
、第１電極に直交するラインパターンを有する複数の導電層からなる第２電極と、両電極
に挟持される有機発光層から構成される。第１電極と第２電極との交差領域の発光部を単
位として１画素を形成し、画素を複数個配列することにより表示部が形成される。
【０００４】
　パッシブマトリクス型ディスプレイパネルでフルカラー表示を可能にするカラー化の方
法には、３色塗分け法、色変換法（以下ＣＣＭ法という）、カラーフィルター法などがあ
る。この方式の中で、ＣＣＭ法、カラーフィルター法は、成膜時にメタルマスクを用いる
必要が無く、色変換層やカラーフィルターはフォトプロセスで基板上に作製すればよいた
め大面積、高精細化に関して有利である。
【０００５】
　カラーディスプレイとしての実用上の重要課題は、精細なカラー表示機能を有すると共
に、色再現性を含め長期的な安定性を有することである。しかしながら、カラー有機ＥＬ
ディスプレイには、一定期間の駆動により発光特性（電流－輝度特性）が著しく低下する
という欠点を有している。
【０００６】
　この発光特性の低下原因の代表的なものは、ダークスポットの成長である。このダーク
スポットとは、発光欠陥点のことである。駆動時および保存中に酸化が進むとダークスポ
ットの成長が進み、発光面全体に広がる。このダークスポットは、素子中の酸素または水
分により、素子を構成する積層材料の酸化または凝集によるものと考えられている。その
成長は、通電中はもちろん、保存中にも進行し、特に（１）素子の周囲に存在する酸素ま
たは水分により加速され、（２）有機積層膜中に吸着物として存在する酸素または水分に
影響され、および（３）素子作製時の部品に吸着している水分あるいは製造時等における
水分の侵入にも影響されると考えられている。
【０００７】
　この水分の供給源として、カラーフィルター層および／または色変換層に内在する水分
が放出されていることが考えられている。有機ＥＬ素子への水分の侵入を妨げる手法とし
て、基板上に膜厚０．０１～２００μｍの無機酸化物層を配設すること（例えば、特許文
献１参照）、平坦化層に酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタン（例えば、特許文献
２参照）とし、水分・酸素遮断層として機能させることが提案されている。このほかにも
窒化物など用いられる。
【０００８】
　しかしながら、水分・酸素遮断膜を用いたパネルにおいても長時間の駆動において、水
分・酸素遮断膜上に形成した電極の間を起点としてダークスポットが成長することが、発
明者らの実験によってわかっている。これは、水分・酸素遮断層を形成する際に生じるピ
ンホールや、ゴミの付着に由来する膜形成の不良部分が生じるため、電極で被覆されない
部分から水分・酸素が有機ＥＬ素子に侵入するためであった。
【０００９】
　この欠陥を補うため、上記の構造に付加し、電極間に水分・酸素遮断層を形成する方法
がある（例えば、特許文献３参照）。この水分・酸素遮断層としては遮断性と共に、ドラ
イエッチングなどのパターニングが可能であることが求められる。前述のように酸化珪素
などの酸化物や窒化珪素などの窒化物が用いられる。なかでも窒化珪素は遮断性に優れる
ことからもっとも望ましい材料である。
【００１０】
　また、前記遮断層形成後形成される第一電極の画素間の電極間分離膜としても従来のレ
ジスト材料から無機材料への使用が提案されている（例えば、特許文献４参照）。この無
機材料としては、バリア性の点から窒化物がより好ましい。
【００１１】
　基板上の下部第一電極を陽極、上部第二電極を陰極とする構造の素子で、パッシブマト
リックス駆動の場合、ストライプ状にパターニングされた陽極と直交する方向に形成され
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た陰極ラインが交差する箇所に電圧が印加され発光にいたる。そのため陰極はマスク製膜
によって分離されるか、陰極分離膜によって分離される。しかし、前者の場合、蒸着装置
内にマスク製膜機構が必要であり、高精細パネルには向かない方法であり、コスト及び高
精細の点からは後者の方法が優れている。後者の方法の場合、陰極分離隔壁が必要となる
。この隔壁は逆メサ構造であり、通常、プロセスの点からノボラック樹脂、アクリル樹脂
などの感光性樹脂によって形成され、前記電極間分離膜上に形成される。
【００１２】
【特許文献１】特開平８－２７９３９４号公報
【特許文献２】特許第３３０４２８７号公報
【特許文献３】特開２００４－３９３１１号公報
【特許文献４】特開２００１－２５０６９４号公報
【非特許文献１】C.W.Tang, S.A.VanSlyke, Appl. Phys. Lett. 51, 913(1987)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、前記電極間分離膜に窒化珪素などの窒化物を用いると前述の材料の陰極分離隔
壁との密着性が悪いという問題がある。このため電極間分離膜から分離隔壁が剥離する不
具合が生じ、分離が不十分になる不良が発生してしまう。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者は、このような課題を解決するには窒化膜上に密着層として炭素膜を形成する
ことによりなされることを見出し、本発明に到達した。スパッタリング及びＣＶＤなどに
より形成された炭素膜はバリア層である窒化膜との密着性は良く、また、陰極隔壁との密
着性も確保される。また、炭素層表面に紫外線／オゾン照射処理乃至酸素プラズマ処理を
すると炭素―炭素の化学結合を紫外線が切断し、ダングリングボンドが形成されるためさ
らに窒化膜、陰極隔壁との密着性がさらに向上する。
【００１５】
　即ち、本発明の有機ＥＬディスプレイは、透明支持基板上に形成された色変換フィルタ
ー層と、該色変換フィルター層の上に形成されたバリア層と、このバリア層の上に形成さ
れた、第一電極と、電極間分離膜と、第二電極分離用隔壁とを有し、当該第一電極に対向
配置された第二電極と、前記第一電極と第二電極の間に配置された有機ＥＬ層とを備えた
有機ＥＬディスプレイパネルであって、
前記電極間分離膜は画素領域と、第二電極の引き出し線の接続部位と引き出し線と外部駆
動回路との接続部位を除く領域とを被覆しており、
その電極間分離膜の上に炭素層を有することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、透明支持基板上に色変換フィルタ
ー層を形成する色変換層形成工程と、該色変換フィルター層の上にバリア層を形成するバ
リア層形成工程と、このバリア層の上に、第一電極と、電極間分離膜と、第二電極分離用
隔壁と炭素膜とを形成する第一電極形成工程と、有機ＥＬ層を形成する有機ＥＬ層形成工
程と、該有機発光層上に第二電極を形成する第二電極形成工程を有し、前記電極間分離膜
は画素領域と、第二電極の引き出し線の接続部位と引き出し線と外部駆動回路との接続部
位を除く領域とを被覆しており、前記炭素膜は電極間分離膜上に形成されることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１７】
　上記の構成を採ることによって、水分・酸素遮断性に優れた電極間分離膜と第二電極分
離隔壁材料の密着性を向上させることができ、短絡の発生を減少させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
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　以下に本発明の有機ＥＬディスプレイについて図面を参照しつつ説明する。
　本発明の有機ＥＬディスプレイの実施形態を図１，２，３に示す。図１は本発明の有機
ＥＬディスプレイ形態を示す図であり、図２はそのＡ－Ａ’断面図、図３は、Ｂ－Ｂ’断
面図である。
【００１９】
　図１～３に示す有機ＥＬディスプレイは、透明支持基板上に形成された色変換フィルタ
ー層を有する。色変換フィルター層は、カラーフィルター層、色変換層、およびカラーフ
ィルター層と色変換層との積層体の総称である。
【００２０】
　透明支持基板は、可視光（波長４００～７００ｎｍ）に対して透明であり、積層される
層の形成に用いられる条件（溶媒、温度等）に耐えるものであればいずれも用いることが
でき、寸法安定性に優れていることが好ましい。透明支持基板としては、ガラス基板、お
よびポリオレフィン、アクリル樹脂（ポリメチルメタクリレートを含む）、ポリエステル
樹脂（ポリエチレンテレフタレートを含む）、ポリカーボネート樹脂、またはポリイミド
樹脂などの樹脂で形成された剛直性の樹脂基板が好ましく用いられ、ポリオレフィン、ア
クリル樹脂（ポリメチルメタクリレートを含む）、ポリエステル樹脂（ポリエチレンテレ
フタレートを含む）、ポリカーボネート樹脂、またはポリイミド樹脂などから形成される
可撓性フィルムを、基板として用いてもよい。
【００２１】
　カラーフィルター層は、所望される波長域の光のみを透過させる層である。また、色変
換フィルター層がカラーフィルター層と色変換層との積層体の場合、色変換層にて波長分
布変換された光の色純度を向上させることにカラーフィルター層は有効である。カラーフ
ィルター層は、たとえば、市販の液晶用カラーフィルター材料（富士フイルムエレクトロ
マテリアルズ製カラーモザイクなど）を用いて形成することができる。
【００２２】
　色変換層は、色変換色素とマトリクス樹脂からなる層である。色変換色素は、入射光の
波長分布変換を行って、異なる波長域の光を放射する色素であり、好ましくは有機発光層
からの近紫外光または青色～青緑色の光の波長分布変換を行って、所望の波長域の光（た
とえば、青色、緑色または赤色）を放射する色素である。色変換色素としては、赤色光を
放射するローダミン系色素、シアニン系色素など；緑色光を放射するクマリン系色素、ナ
フタルイミド系色素など；青色光を放射するクマリン系色素など、当該技術で知られてい
る任意のものを用いることができる。
【００２３】
　１つの透明基板に、複数種の色変換フィルター層、たとえば有機発光層からの光を吸収
して赤色光を放射する赤色変換フィルター層、緑色光を放射する緑色変換フィルター層、
青色光を放射する青色変換フィルター層などを設けてもよい。本発明においては、複数種
の色変換フィルター層をマトリクス状に配置することによってフルカラー表示を可能にす
る構成を採ってもよい。
【００２４】
　色変換フィルター間および色変換フィルター上には必要に応じて、色変換フィルターの
段差を緩和し、バリア層との密着性を確保するために平坦化層で色変換フィルター層を被
覆してもよい。平坦化層には、アクリル材料等の可視光の透過率の高い材料が用いられる
。平坦化層は、通常１μｍ以上、好ましくは２μｍ～１０μｍの範囲内の厚さを有するこ
とが望ましい。
【００２５】
　色変換フィルター層の上部にはバリア層が形成される。バリア層は被覆する色変調部お
よび平坦化層から放出される水分が発光層側に伝播することを防止するバリア層として機
能する。材料としてＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘＯｙ、ＡｌＯｘ、ＴｉＯｘ、ＴａＯｘ

、ＺｎＯｘなどの絶縁性の無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物などを用いて形成す
ることができる。望ましくは色変換フィルター層を形成する材料と屈折率差の小さなＳｉ
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Ｏｘ、ＳｉＮｘＯｙを選択する。通常の場合、バリア層は１００ｎｍ～１μｍの膜厚を有
して形成される。
【００２６】
　バリア層の上に形成される第一電極(陽極)は、例えば、ＳｎＯ２、Ｉｎ２Ｏ３、ＩＴＯ
、ＩＺＯ、ＺｎＯ：Ａｌなどの導電性金属酸化物からなる、ラインパターン状に互いに電
気的に分離された複数のストライプ状透明電極から構成される。第一電極は、波長４００
～８００ｎｍの光に対して好ましくは５０％以上、より好ましくは８５％以上の透過率を
有することが好ましい。第一電極は、通常５０ｎｍ以上、好ましくは５０ｎｍ～１μｍ、
より好ましくは１００～３００ｎｍの範囲内の厚さを有することが望ましい。
　第一電極は、主として表示部に設けられており、その一端は更に端部まで伸びて外部駆
動回路と接続するための端子部を形成している。
【００２７】
　第一電極の抵抗を抑制するためにＡｌ，Ｍｏ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｗ等の金属を補助電極とし
て用いることも可能である。補助電極は、表示部、第一電極の外部駆動回路との引き出し
部、第二電極の引き出し線のいずれにも形成しても抵抗を抑制する効果がある。
【００２８】
　特に、第二電極と、第二電極の引き出し線が接合する部位では、第二電極と第一電極が
接触し、酸化することを防止するために、補助電極と第二電極を直接接合する構造をとる
こともできる。
【００２９】
　第一電極の上部には電極間分離膜が設けられている。電極間分離膜は、画素領域（有機
発光層が第一電極と第二電極に挟持され発光領域として機能する部位）と、第二電極の引
き出し線の接続部位と引き出し線と外部駆動回路との接続部位を除いて形成されている。
　画素領域では図４に示すように、隣接する第一電極間に形成され、第一電極の端部をも
被覆するように形成されている。また第２電極の端部の下部に形成される。その結果、１
つの画素の発光領域を規定する。また、第一電極間に形成することにより、バリア層を浸
透する水分の透過を防止する機能ももつ。
【００３０】
　電極間分離膜は水分・酸素遮断性バリア性の点と電気的絶縁性の点から、材料として窒
化珪素（ＳｉＮｘ）、酸化窒化珪素（ＳｉＮｘＯｙ）などの無機窒化物などが用いられる
。通常の場合、この電極間分離膜は１００ｎｍ～１μｍの膜厚を有して形成される。
【００３１】
　電極間分離膜の上には炭素層が形成されている。炭素層の膜厚は通常は１０～１００ｎ
ｍである。ここでいう炭素膜はグラッシーカーボンや水素を含むダイヤモンドライクカー
ボンなどを含む。この炭素膜は窒化膜との密着性に優れる。この炭素膜は紫外線処理され
ていることが好ましい。炭素層表面に紫外線処理を行うと、炭素－炭素の化学結合を紫外
線が切断し、ダングリングボンドが形成されるため高分子材料との密着性が向上する。
【００３２】
　電極間分離膜の上には炭素膜１０を間にはさんで、第一電極のストライプ状電極と直交
する方向に伸びる第二電極（陰極）分離用隔壁が形成されている。この第二電極分離用隔
壁はノボラック樹脂などの有機樹脂からなり、図３に示すように逆テーパー状の断面形状
を有している。
【００３３】
　分離壁の間の第一電極の上には有機ＥＬ層が設けられている。有機ＥＬ層は、有機発光
層を少なくとも含み、必要に応じて正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層および／または
電子注入層を含有する。これらの各層は、それぞれにおいて所望される特性を実現するの
に充分な膜厚を有して形成される。たとえば、下記のような層構成からなるものが採用さ
れる。
【００３４】
　すなわち、有機ＥＬ層は（Ａ）有機発光層のみからなってもよく、第一電極側から、
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（Ｂ）正孔注入層／有機発光層
（Ｃ）有機発光層／電子注入層
（Ｄ）正孔注入層／有機発光層／電子注入層
（Ｅ）正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子注入層
（Ｆ）正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子輸送層／電子注入層
の構成となっていてもよい。第一電極は、第二電極の方向と交差する（好ましくは直交す
る）方向に延びる複数のストライプ状電極として形成することによって、パッシブマトリ
クス駆動を行うことができるように構成することが好ましい。
【００３５】
　有機発光層の材料としては、任意の公知の材料を用いることができる。たとえば、青色
から青緑色の発光を得るためには、例えば縮合芳香環化合物、環集合化合物、金属錯体（
Ａｌｑ３のようなアルミニウム錯体など）、スチリルベンゼン系化合物（４，４’－ビス
（ジフェニルビニル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）など）、ポルフィリン系化合物、ベンゾ
チアゾール系、ベンゾイミダゾール系、べンゾオキサゾール系などの蛍光増白剤、芳香族
ジメチリディン系化合物などの材料が好ましく使用される（非特許文献２および非特許文
献３参照）。あるいはまた、ホスト化合物にドーパントを添加することによって、種々の
波長域の光を発する有機発光層を形成してもよい。ホスト化合物としては、ジスチリルア
リーレン系化合物（たとえば出光興産製ＩＤＥ－１２０など）、Ｎ，Ｎ’－ジトリル－Ｎ
，Ｎ’－ジフェニルビフェニルアミン（ＴＰＤ）、アルミニウムトリス（８－キノリノラ
ート）（Ａｌｑ３）等を用いることができる。ドーパントとしては、ペリレン（青紫色）
、クマリン６（青色）、キナクリドン系化合物（青緑色～緑色）、ルブレン（黄色）、４
－ジシアノメチレン－２－（ｐ－ジメチルアミノスチリル）－６－メチル－４Ｈ－ピラン
（ＤＣＭ、赤色）、白金オクタエチルポルフィリン錯体（ＰｔＯＥＰ、赤色）などを用い
ることができる。
【００３６】
　正孔注入層の材料としては、Ｐｃ類（ＣｕＰｃなどを含む）またはインダンスレン系化
合物などを用いることができる。正孔輸送層は、トリアリールアミン部分構造、カルバゾ
ール部分構造、オキサジアゾール部分構造を有する材料を用いて形成することができる。
用いることができる材料は、好ましくは、ＴＰＤ、α－ＮＰＤ、（ｏ－，ｍ－，ｐ－）Ｍ
ＴＤＡＰＢ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡなどを含む。
【００３７】
　電子輸送層の材料としては、Ａｌｑ３のようなアルミニウム錯体；ＰＢＤ、ＴＰＯＢの
ようなオキサジアゾール誘導体；ＴＡＺのようなトリアゾール誘導体；トリアジン誘導体
；フェニルキノキサリン類；ＢＭＢ－２Ｔのようなチオフェン誘導体などを用いることが
できる。電子注入層の材料としては、Ａｌｑ３のようなアルミニウム錯体、あるいはアル
カリ金属ないしアルカリ土類金属をドープしたアルミニウムのキノリノール錯体などを用
いることができる。
【００３８】
　また、任意選択的に、有機ＥＬ層と陰極として用いる電極との界面に、アルカリ金属、
アルカリ土類金属またはそれらを含む合金、アルカリ金属フッ化物などの電子注入性材料
の薄膜（膜厚１０ｎｍ以下）で形成されるバッファ層を設けて、電子注入効率を高めても
よい。
【００３９】
　第二電極分離用隔壁の間の有機ＥＬ層の上には第二電極の導電層が設けられている。
　第二電極は第二電極分離用隔壁により互いに分離され、電気的に絶縁されたラインパタ
ーン状の複数列の導電層からなる電極である。この複数列の導電層は第一電極の導電層と
直交する方向に伸びている。即ち、第一電極のストライプ状電極と第二電極のストライプ
状電極が交差する位置（画素領域）においては、第二電極が第一電極に対向配置され、第
一および第二電極間には有機発光層が配置されている。
【００４０】
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　第二電極は、複数の電極群からなり、高反射率の金属、アモルファス合金、微結晶性合
金を用いて形成されることが好ましい。高反射率の金属は、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｏ、Ｗ、Ｎｉ
、Ｃｒなどを含む。高反射率のアモルファス合金は、ＮｉＰ、ＮｉＢ、ＣｒＰおよびＣｒ
Ｂなどを含む。高反射率の微結晶性合金は、ＮｉＡｌなどを含む。第二電極は、陰極とし
て用いてもよいし、陽極として用いてもよい。第二電極を陰極として用いる場合には、第
二電極と有機ＥＬ層との界面に、前述のバッファ層を設けて有機ＥＬ層に対する電子注入
の効率を向上させてもよい。
【００４１】
　次に、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法について説明する。
　本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法においては、まず、色変換フィルター層形成
工程において、透明支持基板上に色変換フィルター層を形成する。色変換フィルター層は
、スピンコート法、ロールコート法、キャスト法、ディップコート法などを用いて各層の
材料を塗布し、続いてフォトリソグラフ法などを用いてパターニングすることによって形
成する。バリア層との密着性を確保するために平坦化層を色変換フィルター層の上に設け
てもよい。
【００４２】
　次に、第１バリア層形成工程において、色変換フィルター層またはその上の平坦化層の
上にバリア層を形成する。このバリア層は、プラズマＣＶＤ法や、スパッタ法を用いて形
成する。
【００４３】
　次の、第一電極形成工程により、バリア層の上に、第一電極と、電極間分離膜と、第二
電極分離用隔壁と炭素膜とを形成する。第一電極はスパッタ法を用いて導電性金属酸化物
を堆積させることによって形成する。第一電極は主として表示部に設けられており、その
一端を更に端部まで伸ばして外部駆動回路と接続するための端子部を形成する。
【００４４】
　次いで、電極間分離膜をプラズマＣＶＤ法や、スパッタ法を用いて形成する。電極間分
離膜は、画素領域と、第２電極の引き出し線の接続部位と引き出し線と外部駆動回路との
接続部位を除いて形成する。次ぎに炭素層をプラズマＣＶＤ法や、スパッタ法を用いて形
成する。プラズマＣＶＤ法や、スパッタ法で形成した炭素膜は、無機窒化物からなる電極
間分離膜との密着性に優れる。この炭素膜は、成膜後、紫外線照射処理をすることが好ま
しい。紫外線照射処理により、第二電極分離用隔壁との密着性が向上する。
【００４５】
　炭素膜と電極間分離膜と炭素膜のパターニングは電極間分離膜の上に炭素膜を形成した
後、二段階のエッチングで炭素層と第二バリア層をエッチングする。エッチング法として
は、ＲＩＥプラズマやＩＣＰプラズマを用いたドライエッチング法を用いることが望まし
い。そのためレジスト剤（「ＯＦＲＰ－８００」（商品名、東京応化製）など）を塗布し
、所定のパターンに形成する。
【００４６】
　次に、被覆された箇所以外をエッチングする。その際二段階のエッチングで炭素層と電
極間分離膜をエッチングする。まず酸素ガスを導入し酸素プラズマにより炭素層を除去す
る。炭素膜厚さが５０ｎｍであれば２分程度で除去が可能である。レジスト膜は多少エッ
チングされるがその後の電極間分離膜のエッチングに十分な膜厚が得られる。
【００４７】
　次いで電極間分離膜をエッチングする。電極間分離膜の第一電極と接する角度を鋭角と
し、かつ第一電極、補助電極として用いる金属電極との選択比を大きく取るためにドライ
エッチングはフッ素系ガスと酸素の混合ガスを用いる。例えば、電極間分離膜にＳｉＮｘ

を用いた場合、ドライエッチングにはＳＦ６ガスと酸素の混合ガス、ＳＦ６とＨＣｌと酸
素の混合ガスなどを用いることができる。ＳｉＯｘを用いた場合、ＣＦ４と酸素の混合ガ
ス、ＳＦ６とＣＨＦ３と酸素の混合ガスなどを用いることができる。
【００４８】
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　次いでノボラック樹脂などの有機樹脂を用いてフォトリソグラフィーにより逆テーパー
状の断面形状を有し、第一電極のストライプ状電極と直交する方向に伸びる第二電極分離
用隔壁を形成する。これにより上部に形成される第二電極は電気的に分離される。前記陰
極分離膜を形成する際、紫外線／オゾン処理を施すことが好ましい。照射により炭素膜の
炭素同士の結合がきれ、活性化することにより前記樹脂との密着性がさらに向上するため
である。
【００４９】
　次に、有機ＥＬ層形成工程として、有機ＥＬ層を構成するそれぞれの層および必要であ
れば前述のバッファ層を、蒸着（抵抗加熱または電子ビーム加熱）などの当該技術におい
て知られている任意の手段を用いて形成することができる。
【００５０】
　次に、第二電極形成工程として、高反射率の金属、アモルファス合金または微結晶性合
金を用いて蒸着（抵抗加熱または電子ビーム加熱）、スパッタ、イオンプレーティング、
レーザーアブレーションなどの当該技術において知られている任意の手段を用いて第二電
極を形成する。第二電極は第二電極分離用隔壁により分断され、第二電極分離用隔壁と平
行に延びるストライプ状の複数の電極群から形成される。
【００５１】
　こうして得られた有機ＥＬ素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下（酸素および水
分濃度ともに１０ｐｐｍ以下）において、封止ガラスとＵＶ硬化接着剤を用いて封止する
ことが好ましい。
【実施例】
【００５２】
　以下に、実施例を用いて本発明を更に詳細に説明する。
＜実施例１＞
　本実施例は、本発明の実施態様の有機ＥＬディスプレイパネルを作成する例である。画
素数１６０×１２０（ＲＧＢ）、画素ピッチ０．３３ｍｍの有機ＥＬディスプレイパネル
を作製した。透明基板１としてのフュージョンガラス（コーニング製１７３７ガラス，１
００×１００×１．１ｍｍ）上に、スピンコート方を用いてブラックマトリクス材料（富
士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社製：カラーモザイクＣＫ－７８００）
を塗布し、フォトリソグラフィー法によってパターニングを実施し、幅０．０３ｍｍピッ
チ０．１１ｍｍ、膜厚１μｍの開口部をもつブラックマトリクス２を得た。
【００５３】
　次いで、スピンコート法を用いて青色フィルター材料（富士フィルムエレクトロニクス
マテリアルズ株式会社製：カラーモザイクＣＢ－７００１）を塗布し、フォトリソグラフ
ィー法によってパターニングを実施し幅０．０８ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、厚さ１０μ
ｍの複数のストライプからなる青色変換フィルター層３を得た。
【００５４】
　蛍光色素としてクマリン６（０．７重量部）を溶剤のプロピレングリコールモノエチル
アセテート（ＰＧＭＥＡ）１２０重量部へ溶解させた。該溶液に対して１００重量部の新
日鐵化学製Ｖ２５９ＰＡ／Ｐ５を加えて溶解させ、塗布液を得た。この塗布液を塗布し、
フォトリソグラフィー法にてパターニングを実施して、幅０．０８ｍｍ、ピッチ０．３３
ｍｍ、厚さ１０μｍの複数のストライプからなる緑色変換フィルター層４（色変換層のみ
で構成されている）を得た。
【００５５】
　蛍光色素としてクマリン６（０．６重量部）、ローダミン６Ｇ（０．３重量部）および
ベーシックバイオレット（０．３重量部）を１２０重量部のＰＧＭＥＡ中へ溶解させた。
該溶液に対して１００重量部の新日鐵化学製Ｂ２５９ＰＡ／Ｐ５を加えて溶解させ、塗布
液を得た。この塗布液を塗布し、フォトリソグラフ用にてパターニングを実施して、幅０
．０８ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、厚さ１０μｍの複数のストライプからなる赤色変換フ
ィルター層５（色変換層のみで構成されている）を得た。
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【００５６】
　ついで、青、緑、赤の各色変換フィルター層端の段差を緩和する目的で、平坦化層６を
形成した。平坦化アクリル材料材料（ＪＳＲ株式会社製：ＮＮ８１０）を塗布し、ブラッ
クマトリクス形成領域よりも広い開口部をもつフォトマスクで露光を行い、厚さ５μｍの
パターンを形成した。
【００５７】
　ついで、平行平板型プラズマＣＶＤ装置を用い、バリア層７(ＳｉＮｘ膜)をおよそ３０
０ｎｍ成膜した。雰囲気をＳｉＨ４ガス５０ｓｃｃｍとＮ２ガス２００ｓｃｃｍとし、Ｒ
Ｆ印加電力を１５０Ｗ、基板ステージ温度を１００℃とした。
【００５８】
　この後、ＤＣスパッタ法(ターゲットＩｎ－Ｚｎ酸化物、スパッタガス：Ｏ２およびＡ
ｒ)を用い、室温において２００ｎｍのＩＺＯを第一バリア層上の全面に堆積させた。次
いで、シュウ酸水溶液をエッチング液として用いるフォトリソグラフィー法によってパタ
ーニングして、色変換フィルター層の上方に位置し、色変換フィルター３～５のストライ
プと同一方向に伸びる、幅０．１ｍｍ、ピッチ０．１１ｍｍの複数のストライプからなる
第一電極８を形成した。
【００５９】
　ついで、平行平板型プラズマＣＶＤ装置を用い、電極間分離膜(ＳｉＮｘ膜)９をおよそ
３００ｎｍ成膜した。雰囲気をＳｉＨ４ガス５０ｓｃｃｍとＮ２ガス２００ｓｃｃｍとし
、ＲＦ印加電力を１５０Ｗ、基板ステージ温度を１００℃とした。
【００６０】
　次いで炭素膜１０をスパッタリングにより形成する。９９．９９９％の純度の炭素ター
ゲットを用いて、Ａｒをスパッタガスとしてガス圧０．５Ｐａ、パワー２．０ｋＷで膜厚
３０ｎｍ形成した。
【００６１】
　次いで紫外線照射処理を行った。即ち、照射照度が１０ｍＷ／ｃｍ２の低圧水銀ランプ
下で３００秒照射した。
【００６２】
　次いで、ポジ型レジスト（東京応化工業株式会社製：ＴＦＲ－１２５０）を塗布し、画
素部ではブラックマトリクスの開口部にあわせ８０×３００μｍの開口部をもち、第二電
極と引き出し線の接合部および外部駆動回路との接合部に開口部をもつマスクを用いて露
光を行い、レジストパターンを形成した。
【００６３】
　次いで、ＩＣＰプラズマ型ドライエッチング装置を用い、雰囲気として酸素ガスを５０
ｓｃｃｍ流して０．５ｋＷのパワーでレジストでマスクされた以外の領域の炭素層をエッ
チングした。
【００６４】
　次いで、前記装置を用いて雰囲気をＳＦ６ガス１００ｓｃｃｍ、酸素ガス５０ｓｃｃｍ
、印加電力１５００Ｗとし、電極間分離膜９のエッチングを行った。この後、レジストの
剥離を行い、電極間分離膜９のパターンを得た。
【００６５】
　引き続いて、低圧水銀ランプを用いて、１．３５ｍＷ／ｃｍ２の照度で５分間照射する
ことで、ＵＶ／オゾン処理を行った。その後直ちに、ネガ型フォトレジスト(日本ゼオン
製ＺＰＮ１１６８)をスピンコート法によって塗布した。その後プリベークを行い、フォ
トマスクを用いて所定のパターンを焼き付け、６０秒間にわたって１１０℃のホットプレ
ート上でポストエクスポージャーベークを行った後に現像を行い、最後に１５分間にわた
って１６０℃のホットプレート上で加熱を行い、第一電極８のストライプと直交する方向
に伸び、逆テーパー形状の断面を有する複数のストライプからなる第二電極分離用隔壁１
１を形成した。
【００６６】
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　次いで、陰極分離用隔壁以下の構造を形成した基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、有
機ＥＬ層１２として、正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子注入層を、真空を破ら
ずに順次成膜した。成膜に際して、真空槽内圧を１×１０-4Ｐａまで減圧した。正孔注入
層として、膜厚１００ｎｍの銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を、正孔輸送層として、膜厚
２０ｎｍの４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（
α－ＮＰＤ）を、有機発光層として、膜厚３０ｎｍの４，４’－ビス（２，２’－ジフェ
ニルビニル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）を、そして電子注入層として、膜厚２０ｎｍのＡ
ｌｑ３を積層した。
【００６７】
　次に、真空を破ることなしに、膜厚２００ｎｍのＭｇ／Ａｇ（質量比１０／１）を堆積
させて第２電極１３を形成して、図１に示した構造を有する有機ＥＬディスプレイパネル
を得た。
　こうして得られた有機ＥＬディスプレイパネルをグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下
（酸素および水分濃度ともに１０ｐｐｍ以下）において、封止ガラスとＵＶ硬化接着剤を
用いて封止した。
【００６８】
＜比較例１＞
　電極間分離膜の上の炭素層を形成しなかったこと以外は実施例１と同様にして有機ＥＬ
ディスプレイパネルを形成した。
【００６９】
＜評価＞
　陰極の分離度合いを評価するため、陰極ライン１０００本の内短絡した割合を求めた。
また、電極間分離膜と陰極分離隔壁材料の密着性をＪＩＳ　Ｋ　５４００に準拠した付着
性試験により評価した。その結果を表１に示す。比較例１のパネルの陰極分離隔壁の形状
には倒れなどの変形部や剥離箇所が見られた。しかし実施例１のパネルでは窒化珪素への
密着性が向上したため、前記の異常は見られず、短絡のないパネルが可能になった。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　表１から、炭素層のない比較例１では電極間分離膜と第二電極分離隔壁材料の密着性が
低く、短絡比率も大きいのに対して、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルでは、電極間
分離膜と陰極分離隔壁材料の密着性に優れ、陰極ラインの短絡も発生していないことがわ
かる。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明によれば、電極間分離膜と第二電極分離隔壁材料の密着性を向上させることがで
き、陰極ラインの短絡等の不具合を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の有機ＥＬディスプレイの１形態を示す図である。
【図２】図１のＡ－Ａ‘断面を示す図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ‘断面を示す図である。
【図４】本発明の有機ＥＬディスプレイの発光領域を示す簡易模式図である。
【符号の説明】
【００７４】
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　１．透明支持基板
　２．ブラックマトリクス
　３．緑色変換フィルター層
　４．赤色変換フィルター層
　５．青色フィルター層
　６．平坦化層
　７．バリア層
　８．第一電極
　９．電極間分離膜
１０．炭素膜
１１．陰極分離用隔壁
１２．有機ＥＬ層
１３．第二電極

【図１】 【図２】
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